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Abstract (en)
[origin: WO2018185028A1] The invention relates to a descaling device (2) for chemically descaling a metal strip (4), comprising a spraying device
(12, 12a-12d) for spraying a pickling agent (14) onto a top or bottom side (16, 18) of the metal strip (4). The spraying device (12, 12a-12d) has a first
outer spraying unit (50) for spraying the pickling agent (14) onto a first edge region (52) of the top/bottom side (16, 18) of the metal strip (4) and a
second outer spraying unit (54) for spraying the pickling agent (14) onto a second edge region (56) of the top/bottom side (16, 18) of the metal strip
(4), which second edge region lies opposite the first edge region (52). At least one of the two outer spraying units (50, 54) has one or more solid
stream nozzles (20), in particular a plurality of rows of solid stream nozzles (20), and/or one or more slotted nozzles (22).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Entzunderungsvorrichtung (2) zum chemischen Entzundern eines Metallbandes (4), umfassend eine Spritzvorrichtung
(12, 12a-12d) zum Aufspritzen eines Beizmittels (14) auf eine Ober- oder Unterseite (16, 18) des Metallbandes (4). Die Spritzvorrichtung (12,
12a-12d) weist eine erste auBBere Spritzeinheit (50) zum Aufspritzen des Beizmittels (14) auf einen ersten Randbereich (52) der Ober-/Unterseite
(16, 18) des Metallbandes (4) sowie eine zweite duBere Spritzeinheit (54) zum Aufspritzen des Beizmittels (14) auf einen dem ersten Randbereich
(52) gegenuberliegenden zweiten Randbereich (56) der Ober-/Unterseite (16, 18) des Metallbandes (4) auf. Mindestens eine der beiden &uBeren
Spritzeinheiten (50, 54) weist eine oder mehrere Vollstrahldiisen (20), insbesondere mehrere Reihen von Vollstrahldiisen (20), und/oder eine oder
mehrere Schlitzdlisen (22) auf.
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